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【57】申請專利範圍
1.　一種點火腔室，用於一半導體製程設備，包括一腔室本體和一輸送管線，該腔室本體包
括一燃燒室內壁和包圍該燃燒室內壁的一燃燒室外壁，二者之間形成一稀釋氣通道，該

燃燒室外壁連有一稀釋氣管線，該稀釋氣管線與該稀釋氣通道連通，該燃燒室內壁連有

一燃料氣管線和一助燃氣管線，二者均與該燃燒室內部連通；

該輸送管線用於連接該半導體製程設備的一製程腔室，該輸送管線與該燃燒室外壁相

連，並與該稀釋氣通道連通，該燃燒室內壁設有一輸出口，該輸出口連通該燃燒室內部

與該輸送管線內部。

2.　如請求項 1所述的點火腔室，其中，該燃料氣管線位於該助燃氣管線內側，且在該助燃
氣管線與該燃料氣管線之間形成一助燃氣流道，該助燃氣流道與該燃燒室內部連通。

3.　如請求項 2所述的點火腔室，其中，該燃料氣管線的長度大於該助燃氣管線的長度，該
燃料氣管線位於該助燃氣管線外的一端為封閉端，且該燃料氣管線位於該助燃氣管線外

的部分在周側設有用於連接燃料氣源的一燃料氣連接管。

4.　如請求項 2所述的點火腔室，其中，該燃燒室內壁設有一燃料氣入口和一助燃氣入口，
該燃料氣入口連通該燃料氣管線與該燃燒室內部，該助燃氣入口連通該燃燒室內部與該

助燃氣管線，該助燃氣入口的數量為兩個以上，並圍繞該燃料氣入口設置。

5.　如請求項 4所述的點火腔室，其中，該燃料氣入口和該助燃氣入口均位於該燃燒室內壁
遠離該輸送管線的一側。

6.　如請求項 1至 5任意一項所述的點火腔室，其中，該助燃氣管線位於該稀釋氣管線內
側，且在該稀釋氣管線與該助燃氣管線之間形成有一稀釋氣流道，該稀釋氣流道與該稀

釋氣通道連通。
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7.　如請求項 6所述的點火腔室，其中，該助燃氣管線的長度大於該稀釋氣管線的長度，該
助燃氣管線位於該稀釋氣管線外的一端為封閉端，且該助燃氣管線位於該稀釋氣管線外

的部分在周側設有用於連接助燃氣源的一助燃氣連接管。

8.　如請求項 7所述的點火腔室，其中，該稀釋氣管線遠離該燃燒室在周側設有稀釋氣連接
管，用於連接稀釋氣源。

9.　如請求項 1至 5任意一項所述的點火腔室，其中，該輸出口連有一輸出管，該輸出管位
於該輸送管線的內側，該輸出管的外徑小於該輸送管線的內徑，該輸出管的長度小於該

輸送管線的長度。

10.   如請求項 9所述的點火腔室，其中，該輸送管線的內徑為該輸出管的外徑的 1.5倍~2倍。
11.   如請求項 1至 5任意一項所述的點火腔室，該點火腔室還包括一加熱器和一隔熱裝置，

該隔熱裝置與該加熱器共同形成一加熱保溫腔，該腔室本體位於該加熱保溫腔內；並

且，該加熱器還設置於該燃料氣管線和該助燃氣管線與該腔室本體連接處，且該燃料氣

管線、該助燃氣管線以及該腔室本體均部分位於該加熱器內側。

12.   一種半導體製程設備，包括製程腔室和請求項 1至 11任意一項所述的點火腔室，該點火
腔室通過該輸送管線與該製程腔室連通。

圖式簡單說明

當結合附圖閱讀時，從以下詳細描述最佳理解本揭露之態樣。應注意，根據產業中之標

準實踐，各種構件未按比例繪製。事實上，為了論述的清楚起見可任意增大或減小各種構件

之尺寸。

圖 1為本申請所提供的半導體製程設備的結構示意圖；
圖 2為圖 1中腔室本體的結構示意圖；
圖 3為圖 2中腔室本體的局部放大圖；
圖 4為圖 2中腔室本體的剖視圖。
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